
































































































































专利名称(译) 用于液晶显示器的薄膜晶体管阵列面板及其制造方法

公开(公告)号 US20050170592A1 公开(公告)日 2005-08-04

申请号 US11/080612 申请日 2005-03-16

[标]申请(专利权)人(译) BAEK BUM KI
HONG MUN PYO
KIM JANG SOO
HUH SUNG旭
YOON JONG SOO
金东GYU

申请(专利权)人(译) BAEK BUM-KI
HONG MUN杓
金章洙
HUH成旭
YOON JONG-SOO
金东GYU

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 BAEK BUM KI
HONG MUN PYO
KIM JANG SOO
HUH SUNG WOOK
YOON JONG SOO
KIM DONG GYU

发明人 BAEK, BUM-KI
HONG, MUN-PYO
KIM, JANG-SOO
HUH, SUNG-WOOK
YOON, JONG-SOO
KIM, DONG-GYU

IPC分类号 G02F1/1362 H01L21/336 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12 H01L29/417 H01L29/423 H01L29/45 
H01L29/49 H01L31/0376

CPC分类号 G02F1/136227 H01L27/1288 G02F2001/136236 G02F2001/136272 G02F2001/13629 H01L27/12 
H01L29/41733 H01L29/42384 H01L29/458 H01L29/4908 H01L29/66765 G02F1/13458 Y10S438/949 
H01L27/124 G02F1/136286

优先权 1019990012287 1999-04-08 KR
1019990027550 1999-07-08 KR
1019990033091 1999-08-12 KR

其他公开文献 US7176496

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

将包括由诸如铬，钼和钼合金的难熔金属制成的下层和由铝或铝合金制成的上层的导电层沉积并图案化以形成包括栅极线，栅极焊
盘的栅极线，和基板上的栅电极。此时，使用具有不同厚度的光致抗蚀剂图案去除栅极焊盘的上层，该光致抗蚀剂图案取决于作为
蚀刻掩模的位置。依次形成栅极绝缘层，半导体层和欧姆接触层。沉积并图案化导电材料以形成包括数据线，源电极，漏电极和数
据焊盘的数据线。接下来，沉积并图案化钝化层以形成分别暴露漏电极，栅极焊盘和数据焊盘的接触孔。此时，栅极焊盘上的接触
孔仅露出栅极焊盘的下层，栅极绝缘层和钝化层完全覆盖栅极焊盘的上层。接下来，沉积并图案化氧化铟锡以形成分别连接到像素

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2bcfb043-f081-4b13-b5eb-47609ab3a9c9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027349930/publication/US2005170592A1?q=US2005170592A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050170592%22.PGNR.&OS=DN/20050170592&RS=DN/20050170592


电极，栅极焊盘和数据焊盘的像素电极，冗余栅极焊盘和冗余数据焊
盘。


